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ÓPTICA 

Fotolitografía 

1 

Comprender el proceso fotolitográfico como la propagación de la luz a través 
de estructuras. 
 
Análisis numérico de algunas técnicas estándar para la grabación de 
estructuras por fotolitografía de proximidad. 
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Metodología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 

Estudio de la bibliografía recomendada. 
 
Revisión del proceso de difracción de la luz a través de estructuras 
micrométricas. 
 
Comprensión del software para la propagación de la luz por las estructuras. 
 
Desarrollo de algunos ejemplos numéricos. 
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